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Idea eksperymentu

Zrodto promieniowania Hamamatsu L9191
e Parametry pracy, widma

e Optymalizacja intensywnosci linii Ti-Ka

e Okreslenie rozmiarow ogniska lampy

Uktad ogniskujacy zwierciadet Kirkpatricka-Baeza
e Pomiary ogniska wigzki promieniowania

Elementy ukiadu pozycjonowania probek
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|ldea eksperymentu

Badania konsekwencji naswietlania promieniowaniem X pojedynczych komorek
oraz ich kolonii, porownanie z wynikami podobnych badan prowadzonych na

mikrowigzce protonowej.
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Zrodio promieniowania — Hamamatsu L9191

Parameter Value

Cathode Material Tungsten

Targets Material Ti ( Ka 4.5keV),Mo (Ka
17.4keV)W (La 8.4keV,
Ka 59.3keV),Ag(Ka

Counts

22.2 keV)
X-Ray Output Windows Beryllium / 0.5mm
Material /Thickness
X-Ray Tube Voltage 20kV— 160kV
Setting Range
X-Ray Tube Current 0 pA— 200 pA
Setting Range
Expected Resolution 1pm
X-ray Beam Angle 120 degrees
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Pomiary rozdzielczo sci zrodia

Wykonanie zdjecia rentgenowskiego ptytki wzorcowej (patternu).

Jasnosc pikseli wzdtuz paska matematycznie jest wynikiem splotu krzywej
rozktadu normalnego oraz funkcji skoku jednostkowego.
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Rozmiar ogniska lampy

Rozmiar ogniska lampy zalezy od napiecia przyspieszajgcego oraz pradu
ogniskujgcego cewek elektromagnetycznych. Najlepszy (najmniejszy - ok 2 um)
rozmiar ogniska otrzymaliSmy przy napieciu 100 kV.
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Wielowarstwowe zwierciadta ogniskuj  @ce promieniowanie

Eliptycznie zakrzywione powierzchnie ztozone z naprzemiennie napylonych
cienkich warstw wykorzystujg wzmocnienie promieniowania poprzez
konstruktywng interferencje zgodnie z zasadq Bragga.

Zwierciadfa dziatajq zatem takze jako monochromator.
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Ogniskowanie promieniowania

direct beam
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Pl
single reflected beam

35 kV, target: Ti
Direct beam

Energy [keV]

doubly reflected beam

35 kV, Ti target
Focused beam

5
Energy [keV]

Dawka w ognisku @ 30kV & 10uA
4200 fot/s * 4.5 keV = 19 MeV/s
= 0.7 Gy/s dla jgdra komorkowego




Zwierciadta Kirkpatricka -Baeza

Zwierciadta wielowarstwowe wyprodukowane przez Rigaku Innovative Technologies Inc.
(USA). Odlegtos¢ ogniskowania - 15 mm.
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Rozmiar ogniska promieni
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Elementy uktadu pozycjonowania préobek

PI motorized translation stages

e motion range: 15 mm

e minimum incremental motion: 50 nm
e controlling: PI software or LabVIEW

Two elements combined together enable
movement in a plain

Qioptiq Zoom 160 Optical System Microscope
e motorized zoom and focus

e SHOTT's coaxial light source

o field-of-view (zoom): 16:1

e maximum resolution: 900 Ip/mm

e camera connection

Watec WAT-231S color camera

e weight: 160 g

e resolution: 450x480 px

e video and Y/C signals output

e gamma correction and iris level control
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